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1. Spos6b usuwania lotnych zanieczy-
szczen z etanolu fermentacyjnego w kolum-
nie epruracyjnej z zastosowaniem hydro-
seiekcji, znamienny tym, Ze strumiefh wody
zasilajacy kolumne dzieli si¢ na dwa strumie-
nie (W1, W2) doprowadzane na rézne péiki
czesci zatezajacej kolumny (1), za$ z ukladu
deflegmatoréw (2, 3) odbiera si¢ dwa stru-
mienie skroplin (01, 02), ktére doprowadza
sie oddzielnie na rézne péiki czesc zatgzaja-
cej kolumny (1).




Spos6b usuwania lotnych zanieczyszczen
z etanolu fermentacyjnego

Zastrzezenia patentowe

I Sposéb usuwania lotnych zanieczyszczen z etanolu fermentacyjnego w kolumnie
epiuracyjnej z zastosowaniem hydroselekc)i, znamienny tym, ze strumieft wody zasilajacy
kolumne dzieli si¢ na dwa strumienic (W1, W2) doprowadzane na rézne péiki czgéci calgzajgce]
kolumny (1), za$ z uktadu deflegmatoréw (2, 3) odbiera si¢ dwa strumienie skroplin (01, 02),
ktére doprowadza si¢ oddzielnie na rézne p6iki czgsSer zatezajacej kolumny (1).

2. Sposob wedltug zastrz. 1, znamienny tym, ze pierwszy strumien skroplin (01), liczac w
kolejnosci przeptywu oparéw (V), wprowadza sie do czesc1 zatgzajace) kolumny (1) ponize;
drugiego strumiema skroplin (02).

Przedmiotem wynalazku jest sposob usuwania lotnych zanieczyszczen z etanolu fermen-
tacyjnego.

W procesie oczyszczania etanolu fermentacyjnego przez rektyfikacje usuwanie sktadni-
kéw o temperaturach wrzenia nizszych niz temperatura wrzenia azeotropu etanol-woda, czyh
przedgonu, prowadzi si¢ w odrebnej kolumnie, zwanej kolumna epiuracyjna.

Skfad jakosciowy i zawaito$C lotnych zanieczyszczen zalezy w istotnym stopniu od
rodzaju surowca poddawanego fermentac)i (zboze, ziemniaki, melasa 1 inne) a takze od sposobu
prowadzenia fermentacji. Do typowych zanieczyszczen nalezg aldehydy (przyktadowo octowy),
metanol, lotne kwasy alifatyczne oraz estry metylowe 1 etylowe kwaséw.

Sposéb usunigcta lotnych zanieczyszczen z etanolu przeznaczonego do celéw konsum-
pcyjnych musi by¢ bardzo wysoki. Przyktadowo, zawartos¢ aldehydu octowego w epiurdacie nie
powinna na ogdt przekraczac 0,0005% obj., za§ metanolu 0,07% oby. Z tego wzglgdu wspdi-
cze$nie stosowane kolumny epiuracyjne posiadaja od 30 do 40 pdtek, a przy szczegdlnie
wysokich wymaganiach co do czystosci etanolu nawet do 60 potek.

Kolumna epiuracyjna zasilana jest destylatem z kolumny odpedowej, zwanym spirytusem
surowym lub suréwka, o stgzeniu 30-70% obj. Spirytus surowy o mocy powyzej 70% rozciencza
sie zazwyczaj woda przed wprowadzeniem do kolumny epiuracyjnej. Ciecz wyczerpana stanowi
spirytus oczyszczony od lotnych domieszek, tzw. -epiurat. Opary z kolumny kierowane sg z
uktadu dwéch lub trzech deflegmatoréw i kondensatora, polaczonych szeregowo. Skropliny
z deflegmatoréw kierowane sa wspdlnym rurociggiem na szczyt kolumny jako orosienie.
Z kondensatora odbierany jest spirytus wzbogacony w skladniki niskowrzace, zwany potocznie
przedgonem. Ilo§¢ odbieranego przedgonu waha si¢ w szerokich granicach od 0,1% do 15%
wprowadzonego do kolumny spirytusu surowego. Zwigkszenie 1loSci odbieranego przedgonu
podwyzsza wprawdzie jakosS¢ spirytusu rektyfikowanego, lecz réwnoczesnie zwigksza straty
etanolu. Stanowi to 1stotng wade instalacji wyposazoney w typowa kolumne epiuracyjng w
przypadku, gdy celem jest wyprodukowanie spirytusu konsumpcyjnego szczegdlnie wysokie)
jakosci organoleptycznej.

Innym stosowanym sposobem podwyzszenia jako$ci rektyfikatu jest zmniejszenie obcia-
zenia instalacj1 w stosunku do jej projektowe) zdolnosci produkcyjnej. Metoda ta jest z oczywis-
tych wzglgdéw réwniez nieekonomiczna.

Najbardziej dogodnym ze znanych sposobéw podwyzszema efektywnosci pracy kolumny
epiuracyjnej jest metoda hydroselekcji Polega ona na doprowadzeniu do kolumny strumienia
wody na jedna z pdtek powyzej punktu zasilania spirytusem surowym, zwykle na pétke
szczytowa. Hydroselekcja obniza stgzenie etanolu na gérmych poétkach kolumny epiuracy)-
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nej 1 zwigksza wspdtczynniki odparowania lotnych zanieczyszczen, podwyzszajac w ten sposéb
stopien ich wydzielenia. Wada procesu hydroselekcj: jest dodatkowe rozcieficzenie epiuratu oraz
frakcji przedgonowej, co podwyZsza zuzycCiC pary w procesie rektyfikacji i powoduye Koniecs-
nosc dodatkowej koncentracjt przedgonu w celu wykorzystania go na przyktad jako spirytusu
technicznego. Z tego wzglgdu w niektdrych instalacjach z zastosowaniem hydroselekcji dobu-
dowuye sig¢ jeszcze kilkanascie dodatkowych potek w kolumnie epiuracyjne; Jest to jednak
niekorzystne z uwagi na podwyzszone naklady mmwestycyjne.

Celem wynalazku jest eliminacja wymienionych wad oraz umozliwienie racjonalnego
prowadzena procesu usuwania lotnych zanieczyszczed z udziatem hydroselekeyr w typowe;
kolumnie epiuracyjnej.

Wedhug wynalazku, strumiefi wody zasilajacy kolumne dzieli si¢ na dwa strumienie
doprowadzane na rézne poiki czgsca catgzajace) kolumny, za$ z ukiadu deflegmatoréw odbiera
sie dwa osobne strumiente skroplin, ktére doprowadza si¢ oddzielnie na rézne pétki czesci
zatgzajace) kolumny.

Korzystnym jest, jezel: pierwszy strumien skroplin, liczac w kolejnoscit przeptywu oparéw
przez uklad deflegmatoréw, wprowadza si¢ do czg¢Sct zatgzajace) kolumny ponize; drugiego
strumienia skroplin.

Woda moze by¢ doprowadzana do kolumny w postaci ciekle), parowe) lub mieszaniny
cieczowo-parowej. Zarowno wodg jak 1 skropliny z deflegmatoréw doprowadza si¢ do czgSci
zatgzajace) kolumny, to jest powyze) punktu zasilama spirytusem surowym. Dodatkowy korzy-
Sc1g prowadzenia procesu wedlug wynalazku jest mozliwo$¢ doprowadzania do kolumny
epluracyjne] spirytusu surowego o stezeniu powyzej 70% obj. bez konmecznosci wstepnego
rozcienczania.

Sposéb prowadzenia w przykladowej kolumnie epiuracyjnej procesu usuwania lotnych
zanieczyszczen z etanolu fermentacyjnego zilustrowano na zataczonym rysunku.

Spirytus surowy S doprowadzany jest na potke zasilajaca kolumny epiuracyjnej 1. Stru-
mied epiuratu E odbierany jest z dotu kolumny. Na okreslone pétk, lezace powyzej péiki
zasilania, doprowadza si¢ strumienie wody W1, W2, przy czym strumen W1 moze by¢
doprowadzony na potke szczytowa. Laczna 1los¢ wody, jej podziat na strumienie, wybor
punktéw doprowadzania wody, zalezy od iloSci 1 rodzaju zanieczyszczen lotnych w spirytusie
surowym 1 moze by¢ zmieniana przy przejSciu z jednej suréwki na inng. Opary V ulegaja
czgéciowemu skropleniu w deflegmatorach 2, 3. Pozostate opary sg catkowicie skraplane w
kondensatorze 4 1 stanowig przedgon P. Skropliny 02 z deflegmatora 3 kierowane sa na pétke
szczytowa kolumny, a skropliny O1 z deflegmatora 2 na wybrana potke powyzej punktu zasilania
strumientem wody W2.

Jezeli kolumna epruracyjna wyposazona jest w trzy deflegmatory, wiedy taczy si¢ skro-
pliny z pierwszego i drugiego deflegmatora w strumien skroplin 01, albo z drugiego i trzeciego
deflegmatora w strumien skroplin 02.

Wybér punktu doprowadzenia strumienia skroplin 01 do kolumny zalezy od tych samych
parametréw technologicznych, co wybor punktéw doprowadzenia wody 1 moze by¢ zmientany
przy przejsciu z jednego rodzaju spirytusu surowego na inny.

Mozhwy jest rowniez taki wariant prowadzenia procesu wediug wynalazku, w ktérym
strumuen skroplin 02 doprowadzony jest ponizej potki szczytowey, zas na pétke szczytowa podaje
sie strumiei wody W1, w tym przypadku w postaci cieczy.
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